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(57) Hauptanspruch: Optischer Mehrschichtspiegel mit
einem unteren Spiegel (M1) und einem oberen Spiegel
(M2), wobei der untere Spiegel uber einem Substrat (1)
und der obere Spiegel durch einen Spalt (Ag) getrennt
gegenliber dem unteren Spiegel angeordnet ist,

wobei der untere Spiegel (M1) umfasst:

— eine erste hoch brechende Schicht (3), die Uber dem
Substrat angeordnet ist und einen ersten Brechungsindex
besitzt;

— eine erste niedrig brechende Schicht (4), die gegeniiber
der ersten hoch brechenden Schicht angeordnet ist und
einen zweiten Brechungsindex besitzt, der kleiner als der
erste Brechungsindex ist;

— eine zweite hoch brechende Schicht (5), die die erste
niedrig brechende Schicht tGberdeckt; und

— einen ersten Verstarkungsabschnitt (5a, 30), der einen
Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht stiitzt, der
eine obere Oberflache der ersten niedrig brechenden
Schicht Uberdeckt und sich tber die...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen optischen Mehr-
schichtspiegel mit einem breiten stark reflektierenden
Band und ein Fabry-Perot-Interferometer, das diesen
enthalt.

[0002] Ein Fabry-Perot-Interferometer mit einem
stark reflektierenden Spiegel, d. h. einem Spiegel mit
einem hohen Reflexionsgrad, der mehrere optische
Schichten umfasst, ist in der JP-3457373 B2 offen-
bart. Das Fabry-Perot-Interferometer umfasst einen
oberen und einen unteren Spiegel, die einander ge-
genuberliegend angeordnet sind, wobei sich in dem
Spalt zwischen ihnen Luft befindet. Gemal dieser
Druckschrift ist der untere Spiegel dadurch gebildet,
dass eine Siliziumdioxidschicht und eine polykristalli-
ne Siliziumschicht abwechselnd auf einem Substrat
angeordnet sind. Der obere Spiegel ist dadurch gebil-
det, dass eine Siliziumschicht und eine Siliziumdio-
xidschicht abwechseln Ubereinander angeordnet
sind. Die optische Mehrschicht, d. h. eine aus mehre-
ren Schichten aufgebaute Schicht, wird verwendet,
um den stark reflektierenden Spiegel zu bilden.

[0003] Die optische Mehrschicht hangt jedoch er-
heblich von der Wellenlange ab und schmalert das
stark reflektierende Band des Spiegels. Das spektro-
skopische Band des Fabry-Perot-Interferometers
entspricht dem stark reflektierenden Band des Spie-
gels. Das Fabry-Perot-Interferometer, das den Spie-
gel mit dem schmalen Band verwendet, engt dadurch
das spektroskopische Band ein.

[0004] Die DE 602 05 666 T2 offenbart einen Spie-
gel gemafl dem Oberbegriff der Anspriiche 1, 5 bzw.
8. Relevant fir das Verstandnis der vorliegenden Er-
findung sind ferner die US 6,590,710 B2 und die US
5,739,945 A.

[0005] Die vorliegende Erfindung ist angesichts der
oben beschriebenen Umstande und Nachteile ge-
macht worden. Es ist daher ein Ziel der vorliegenden
Erfindung, einen optischen Mehrschichtspiegel be-
reitzustellen, der ein breites stark reflektierendes
Band aufweist, sowie ein Fabry-Perot-Interferometer,
das diesen Mehrschichtspiegel enthalt.

[0006] Dieses Ziel wird durch die Anspriiche 1, 5, 8
bzw. 18 erreicht.

[0007] Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung sind aus der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung, die unter Bezug-
nahme auf die beigefligte Zeichnung gemacht wurde,
deutlicher ersichtlich. In den Zeichnungen sind:

[0008] Fig.1 eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers mit einem optischen Mehrschicht-
spiegel gemal einer ersten Ausflihrungsform der

vorliegenden Erfindung;

[0009] Fig. 2A und Fig. 2B eine Draufsicht (Struk-
tur) einer oberen Oberflache eines optischen Mehr-
schichtspiegels fiur das Fabry-Perot-Interferometer

von Fig. 1;

[0010] Fig.3 eine vergrolerte, schematische
Schnittansicht des optischen Mehrschichtspiegels in
den Fig. 2A und Fig. 2B;

[0011] Fig. 4A bis Fig. 4C ein Herstellungsprozess
fur das Fabry-Perot-Interferometer von Fig. 1;

[0012] Fig. 5A bis Fig. 5C ein Herstellungsprozess
anschlieBend an den der Fig. 4A bis Fig. 4C fir das
Fabry-Perot-Interferometer;

[0013] Fig. 6A und Fig. 6B eine Draufsicht (Struk-
tur) einer oberen Oberflache eines optischen Mehr-
schichtspiegels fir ein Fabry-Perot-Interferometer
gemal einer zweiten Ausflihrungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0014] Fig.7 eine vergrolerte, schematische
Schnittansicht des optischen Mehrschichtspiegels

der Fig. 6A und Fig. 6B;

[0015] Fig. 8 eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers mit einem optischen Mehrschicht-
spiegel gemal einer dritten Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig.9 eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers mit einem optischen Mehrschicht-
spiegel gemaR einer vierten Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0017] Eig. 10 eine Draufsicht (Struktur) einer obe-
ren Oberflache eines Fabry-Perot-Interferometers
mit einem optischen Mehrschichtspiegel gemali ei-
ner finften Ausfihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0018] Fig. 11 eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers mit einem Verstarkungsabschnitt
aus einem Material, das von dem verschieden ist,
das fir eine zweite und vierte hoch brechende
Schicht verwendet wird, gemal den weiteren Aus-
fuhrungsformen der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 12A ein charakteristisches Schaubild,
das eine Beziehung zwischen einer Wellenlange und
einen FP(Fabry-Perot)-Transmissionsgrad zeigt;

[0020] Fig. 12B ein charakteristisches Schaubild,
das eine Abhangigkeit des Reflexionsgrades von der
Wellenlange zeigt; und

[0021] Fig. 13 eine Kennlinie, die eine Brechungsin-
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dexverhaltnisabhangigkeit in einem hoch brechen-
den Band fur den optischen Mehrschichtspiegel
zeigt.

[0022] Nachstehend sind die Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die beigeflgten Zeichnungen ausfihrlich erlautert.
Einander entsprechende Elemente sind in den fol-
genden Ausflhrungsformen mit den gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet.

Erste Ausfihrungsform

[0023] Nachfolgend ist mit Bezug auf die Zeichnun-
gen eine erste Ausflihrungsform der vorliegenden Er-
findung beschrieben. Fig. 1 ist eine Schnittansicht ei-
nes Fabry-Perot-Interferometers mit einem optischen
Mehrschichtspiegel gemaR der ersten Ausflihrungs-
form. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, umfasst das Fab-
ry-Perot-Interferometer einen in Schichten aufgebau-
ten optischen Spiegel in der Mitte einer Membran
Men. Der in Schichten aufgebaute optische Spiegel
umfasst einen unteren Spiegel M1 und einen oberen
Spiegel M2, wobei sich zwischen den Spiegeln M1
und M2 ein Luftspalt Ag befindet.

[0024] In Fig.1 ist eine Isolierungsschicht 2 aus
zum Beispiel Siliziumdioxid Uber der gesamten Ober-
flache eines Halbleitersubstrats 1, das zum Beispiel
aus Silizium hergestellt ist, ausgebildet. Eine erste
hoch brechende Schicht 3 zum Beispiel aus polykris-
tallinem Silizium ist fir einen ersten Brechungsindex
Uber der gesamten Oberflache des Halbleitersubst-
rats 1 mit der Isolierungsschicht 2 dazwischen ange-
ordnet.

[0025] Die erste hoch brechende Schicht 3 umfasst
eine erste niedrig brechende Schicht 4 zum Beispiel
aus einer Luftschicht, die dem in Schichten aufge-
bauten optischen Spiegel entspricht. Die erste nied-
rig brechende Schicht 4 besitzt einen zweiten Bre-
chungsindex, der niedriger als der erste Brechungs-
index ist. Eine zweite hoch brechende Schicht 5 ist
Uber einer Oberflache der ersten hoch brechenden
Schicht 3 angeordnet, einschlieBlich der Oberseite
der ersten niedrig brechenden Schicht 4. Die zweite
hoch brechende Schicht 5 ist zum Beispiel aus poly-
kristallinem Silizium gebildet und besitzt den ersten
Brechungsindex. Die erste niedrig brechende Schicht
4 ist zwischen der ersten hoch brechenden Schicht 3
und der zweiten hoch brechenden Schicht 5 angeord-
net.

[0026] Die zweite hoch brechende Schicht 5 Uber-
deckt die obere Oberflache der ersten niedrig bre-
chenden Schicht und umgibt ihre Seiten. Ein Ab-
schnitt 5a der zweiten hoch brechenden Schicht 5
umgibt die Seiten der ersten niedrig brechenden
Schicht 4 und dient als Verstarkungsabschnitt der
ersten niedrig brechenden Schicht 4. Der Abschnitt

5a hilft, eine Verformung der ersten niedrig brechen-
den Schicht 4 zu verhindern, die keine mechanische
Festigkeit aufweist. GemaR der Ausfiihrungsform ist
die erste niedrig brechende Schicht 4 in mehrere Ab-
schnitte segmentiert. Wie es in Fig. 2A gezeigt ist, ist
jeder segmentierte Abschnitt oben hexagonal. Die
segmentierten Abschnitte der ersten niedrig brechen-
den Schicht 4 sind bienenwabenartig zusammenge-
fugt. Das heil3t, durch die Abschnitte 5a der zweiten
hoch brechenden Schicht 5, die die obere Oberflache
und die Seiten der ersten niedrig brechenden Schicht
4 und der ersten hoch brechenden Schicht 3 umge-
ben bzw. Giberdecken, wird eine Mehrzahl von sechs-
seitigen Pyramidenstumpfraumen gebildet. Das inne-
re aller Rdume dient als die erste niedrig brechende
Schicht 4.

[0027] Ein jeweiliger Abschnitt 5a der zweiten hoch
brechenden Schicht 5 bildet eine Seite eines jeweili-
gen sechsseitigen Pyramidenstumpfes und dient als
ein Verstarkungsabschnitt der ersten niedrig bre-
chenden Schicht 4. Wie in der Schnittansicht von
Fig. 3 zu sehen ist, die den Schnittansichten entlang
den Linien A-A und B-B der Eig. 2A bzw. Fig. 2B ent-
spricht, ist der Verstarkungsabschnitt der zweiten
hoch brechenden Schicht 5 gegenuber der ersten
hoch brechenden Schicht 3 um einen Winkel von 45°
geneigt. Auf den Verstarkungsabschnitt wird eine
mechanische Spannung ausgetibt. Die mechanische
Spannung resultiert zum Beispiel von einem Leerge-
wicht der zweiten hoch brechenden Schicht 5 auf der
Oberseite des sechsseitigen Pyramidenstumpfes.
Eine Neigung des Verstarkungsabschnitts verringert
die Spannung und kann helfen, zu verhindern, dass
sich die zweite hoch brechende Schicht 5 biegt. Bei
einem Winkel von 45° ist der Effekt optimal.

[0028] Die erste und zweite hoch brechende Schicht
3 bzw. 5 und die niedrig brechende Schicht 4 bilden
den unteren Spiegel M1. Der untere Spiegel M1 Iasst
das Licht an Stellen der zweiten hoch brechenden
Schicht 5 hindurch, die der Oberseite der ersten nied-
rig brechenden Schicht 4 entsprechen. Der untere
Spiegel M1 lasst kein (oder nur wenig) Licht an dem
Abschnitt 5a der zweiten hoch brechenden Schicht 5
hindurch, der den Seiten der ersten niedrig brechen-
den Schicht 4 entspricht. Ein Teil des unteren Spie-
gels M1, der das Licht hindurchlasst, dient als Spie-
geleinheit M1a. Das heil3t, der untere Spiegel M1 um-
fasst eine Vereinigung der Spiegeleinheiten M1a, die
von der ersten segmentierten niedrig brechenden
Schicht 4 gebildet sind.

[0029] Wie es in Fig. 2A gezeigt ist, bezeichnet L1
die Lange einer Diagonalen zwischen zwei entge-
gengesetzten Winkeln des Hexagons, das jede Spie-
geleinheit M1a bildet, d. h. des Hexagons, das auf
der oberen Oberflache der ersten niedrig brechenden
Schicht 4 gebildet ist. L2 bezeichnet einen Abstand
zwischen benachbarten Spiegeleinheiten M1a, d. h.
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eine Breite (von oben betrachtet) des Abschnitts 5a
der zweiten hoch brechenden Schicht 5, die als der
Verstarkungsabschnitt dient. In diesem Fall ist L1
gréRer als L2. Nicht nur die Diagonale zwischen den
Winkeln, sondern auch der Abstand zwischen entge-
gengesetzten Seiten des Hexagons, das jede Spie-
geleinheit M1a bildet, ist gréRer als der Abstand L2.

[0030] Wie es in Fig. 2A gezeigt ist, bilden drei be-
nachbarte Spiegeleinheiten M1a eine Gruppe. In je-
der Gruppe ist ein Loch M1b ausgebildet. Das Loch
M1b befindet sich bei einem Punkt V1, an dem Schei-
tel- bzw. Eckpunkte von drei Winkeln der Hexagone
zusammentreffen, die eine Gruppe von Spiegelein-
heiten M1a bilden. Das Loch ist dadurch gebildet,
dass die zweite hoch brechende Schicht 5 teilweise
entfernt ist, wie es in Fig. 3 gezeigt ist. Das Loch M1b
verbindet den Raum zur Bereitstellung der ersten
niedrig brechenden Schicht 4 mit dem Luftspalt Ag.
Diese Anordnung kann die Anzahl der Lécher M1b
verringern, die mit allen ersten niedrig brechenden
Schichten 4 verbunden sind. Ferneristin Fig. 2A L1a
den Abstand von dem Punkt V1 zu dem angrenzen-
den Winkel jeden Hexagons. Hier ist der Durchmes-
ser des Lochs M1b gréRer als L1a. Daher kann sich
das Loch M1b von dem Punkt V1 bis zu der hexago-
nalen oberen Oberflache M1a der ersten niedrig bre-
chenden Schicht 4 erstrecken, ohne dass der Ver-
starkungsabschnitt 5a dazwischenliegt, wie es in

Eig. 2A gezeigt ist.

[0031] Obgleich es nicht gezeigt ist, umfassen die
zweite hoch brechende Schicht 5 und die erste hoch
brechende Schicht 3 jeweils eine Verdrahtungs-
schicht aus einer mit Verunreinigungen dotierten Dif-
fusionsschicht. Die Verdrahtungsschicht legt eine
Spannung an eine Elektrode (im Folgenden als ,un-
tere Elektrode” bezeichnet) 11 fur die untere Schicht
M1 an. Die Verdrahtungsschicht kann Potentiale der
zweiten hoch brechenden Schicht 5 und der ersten
hoch brechenden Schicht 3 einstellen.

[0032] Eine Isolierungsschicht 6 zum Beispiel aus
einer Siliziumdioxidschicht ist auf der oberen Oberfla-
che der zweiten hoch brechenden Schicht 5 derart
ausgebildet, dass sie den unteren Spiegel M1 und
dessen Umgebung vermeidet. Eine dritte hoch bre-
chende Schicht 7 und eine vierte hoch brechende
Schicht 9 mit dem ersten Brechungsindex sind Gber
nahezu der gesamten Oberflache der Isolierungs-
schicht 6 und um dem unteren Spiegel M1 herum und
gegeniber diesem angeordnet. Eine zweite niedrig
brechende Schicht 8 mit dem zweiten Brechungsin-
dex ist in der Mitte der dritten und vierten hoch bre-
chenden Schicht 7 bzw. 9 angeordnet. Die Membran
M entspricht einem Bereich aul3er der Oberflache der
Isolierungsschicht 6, d. h. einer Position in der Nahe
von und gegenuber dem unteren Spiegel M1. Die
Membran M ist tatsachlich breiter als es in der Schnit-
tansicht in Fig.1 gezeigt ist. Der optische Mehr-

schichtspiegel umfasst den unteren Spiegel M1 und
den oberen Spiegel M2 und ist nur auf einem Teil der
Membran M ausgebildet. In Fig. 1 ist der Ubersicht-
lichkeit der Mastab geandert.

[0033] Insbesondere entspricht die zweite niedrig
brechende Schicht 8, die als Luftschicht ausgebildet
ist, einem Bereich in der dritten hoch brechenden
Schicht 7 des in Schichten aufgebauten Spiegels. Die
vierte hoch brechende Schicht 9, die zum Beispiel
aus polykristallinem Silizium gebildet ist, ist Gber die
Oberflache der dritten hoch brechenden Schicht 7
geschichtet, einschliel3lich des Teils Gber der zweiten
niedrig brechenden Schicht 8. Das heil}t, die zweite
niedrig brechende Schicht 8 ist zwischen der dritten
hoch brechenden Schicht 7 und der vierten hoch bre-
chenden Schicht 9 angeordnet.

[0034] Die vierte hoch brechende Schicht 8 lber-
deckt die obere Oberflache der zweiten niedrig bre-
chenden Schicht 8 und umgibt deren Seiten. Ein Ab-
schnitt 9a der vierten hoch brechenden Schicht 9 um-
gibt Seiten der zweiten niedrig brechenden Schicht 8
und dient als ein Verstarkungsabschnitt der zweiten
niedrig brechenden Schicht 8. Der Abschnitt 9a ver-
hindert eine Verformung der zweiten niedrig brechen-
den Schicht 8, die keine mechanische Festigkeit be-
sitzt. Gemal der Ausfiuhrungsform ist die zweite
niedrig brechende Schicht 8 in mehrere Abschnitte
segmentiert. Wie es in Fig. 2B gezeigt ist, ist jeder
der segmentierten Abschnitte oben hexagonal aus-
gebildet. Die segmentierten Abschnitte der zweiten
niedrig brechenden Schicht 8 sind bienenwabenartig
aneinandergefligt. Das heil3t, ein Raum in Form ei-
nes sechsseitigen Pyramidenstumpfes ist durch die
Abschnitte 9a der vierten hoch brechenden Schicht 9
gebildet, die die obere Oberflache und Seiten der
zweiten niedrig brechenden Schicht 8 und der dritten
hoch brechenden Schicht 7 umgeben. Das Innere
des Raums dient als die zweite niedrig brechende
Schicht 8.

[0035] Jeder der Abschnitts 9a der vierten hoch bre-
chenden Schicht 9 bildet eine Seite von einem der
sechsseitigen Pyramidenstimpfe und dient als Ver-
starkungsabschnitt fur die zweite niedrig brechende
Schicht 8. Wie es in Fig. 3 zu erkennen ist, ist der
Verstarkungsabschnitt der vierten hoch brechenden
Schicht 9 gegenulber der dritten hoch brechenden
Schicht 7 um einen Winkel von 45° geneigt. Auf den
Verstarkungsabschnitt wird eine Spannung ausge-
Ubt. Die Spannung stammt zum Beispiel von einem
Leergewicht der vierten hoch brechenden Schicht 9
auf der Oberseite des sechsseitigen Pyramiden-
stumpfes. Die Neigung des Verstarkungsabschnitts
verringert die Spannung und hilft, zu verhindern, dass
sich die vierte hoch brechende Schicht 9 biegt. Ein
optimaler Effekt wird bei einem Winkel von 45° er-
reicht.
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[0036] Die dritte und vierte hoch brechende Schicht
7 bzw. 9 und die zweite niedrig brechende Schicht 8
bilden den oberen Spiegel M2. Der obere Spiegel M2
I&sst das Licht an Stellen der vierten hoch brechen-
den Schicht 9 hindurch, die der oberen Oberflache
der zweiten niedrig brechenden Schicht 8 entspre-
chen. Der obere Spiegel M2 Iasst kein (oder wenig)
Licht an dem Abschnitt 9a der vierten hoch brechen-
den Schicht 9 hindurch, der der Seite der zweiten
niedrig brechenden Schicht 8 entspricht. Ein Teil des
oberen Spiegels M2, der Licht hindurchlasst, dient als
Spiegeleinheit M2a. Das heil’t, der obere Spiegel M2
umfasst eine Gruppe der Spiegeleinheiten M2a, die
durch die segmentierte zweite niedrig brechende
Schichten 8a gebildet ist.

[0037] Gemal der oben beschriebenen Konfigurati-
on ist der gleiche Aufbau der oberen Oberflache fir
den oberen Spiegel M2 und den unteren Spiegel M1
verwendet. Wie es in den Fig. 2A und Fig. 2B ge-
zeigt ist, ist der honigwabenartige Aufbau der oberen
Oberflache der zweiten niedrig brechenden Schicht 8
und der vierten hoch brechenden Schicht 9 ahnlich
desjenigen der ersten niedrig brechenden Schicht 4
und der zweiten hoch brechenden Schicht 5. Gemaf
dieser Konfiguration kann das Licht durch einen Ab-
schnitt hindurchtreten, der als Spiegel des oberen
Spiegels M2 fungiert, und kann wirksam auf einen
Abschnitt auftreffen, der als Spiegel des unteren
Spiegels M1 fungiert.

[0038] Wie es in Fig. 2B gezeigt ist, bezeichnet L3
die Lange einer Diagonalen zwischen zwei gegenu-
berliegenden Winkeln des Hexagons, das jede Spie-
geleinheit M2a bildet, d. h. des Hexagons, das auf
der oberen Oberflache der zweiten niedrig brechen-
den Schicht 8 gebildet ist. L4 bezeichnet einen Ab-
stand zwischen benachbarten Spiegeleinheiten M2a,
wobei eine Breite (von oben betrachtet) des Ab-
schnitts 9a der vierten hoch brechenden Schicht 9 als
der Verstarkungsabschnitt dient. In diesem Fall ist L3
groéRer als L4. Nicht nur die Diagonale zwischen den
Winkeln, sondern auch der Abstand zwischen gegen-
Uberliegenden Seiten des Hexagons, das jede Spie-
geleinheit M2a bildet, ist grof3er als der Abstand L4.
Wenn ein zu grofRer Bereich fur den Verstarkungsab-
schnitt vorgesehen ist, wird der Flachenwirkungs-
grad, d. h. ein Bereich fur den Abschnitt, der als Spie-
gel in dem Bereich fur den optischen Mehrschicht-
spiegel fungiert, verschlechtert. Die Konfiguration
kann dieses Problem I6sen.

[0039] Wie es in Fig. 2B gezeigt ist, bilden drei be-
nachbarte Spiegeleinheiten M2a eine Gruppe. In je-
der Gruppe ist ein Loch M2b ausgebildet. Insbeson-
dere ist ein Loch M2b in jeder Gruppe dreier benach-
barter Spiegeleinheiten M2a ausgebildet. Das Loch
M2b ist mit seiner Mitte an einem mittleren Punkt V2
angeordnet, an dem drei Scheitelpunkte von drei
Winkeln des Hexagons zusammentreffen, die eine

Gruppe von Spiegeleinheiten M2a bilden. Das Loch
ist gebildet, indem die dritte und vierte hoch brechen-
de Schicht 7 bzw. 9 teilweise entfernt sind. Das Loch
M2b verbindet den Raum zur Bereitstellung der zwei-
ten niedrig brechenden Schicht 8, den Raum uber
dem oberen Spiegel M2 und den Luftspalt Ag mitein-
ander. Diese Anordnung kann die Anzahl von L6-
chern M2b verringern, die mit all den zweiten niedrig
brechenden Schichten 8 verbunden sind. Das Loch
M2b ist in dem oberen Spiegel M2 so ausgebildet,
dass es mit dem Loch M1b in dem unteren Spiegel
M1 dbereinstimmt, wie es in den Fig. 2B und Fig. 3
gezeigt ist. Ferner ist L3a in Fig. 2B die Lange von
dem Punkt V2 zu dem benachbarten Winkel jedes
Hexagons. Hier ist ein Durchmesser des Lochs M2b
groRer als L3a. Daher kann sich das Loch M2b von
dem Punkt V2 bis zu der hexagonalen oberen Ober-
flache M2a der zweiten niedrig brechenden Schicht 8
erstrecken, ohne dass der Verstarkungsabschnitt 9a
dazwischenliegt, wie es in Fig. 2B gezeigt ist.

[0040] Obwohl es nicht gezeigt ist, sind die vierte
hoch brechende Schicht 9 und die dritte hoch bre-
chende Schicht 7 mit einer Verdrahtungsschicht ver-
sehen, die aus einer mit Verunreinigungen dotierten
Diffusionsschicht gebildet ist. Die Verdrahtungs-
schicht legt eine Spannung an eine Elektrode (im Fol-
genden als ,obere Elektrode” bezeichnet) 12 fiir den
oberen Spiegel M2 an. Die Verdrahtungsschicht kann
Potentiale der vierten hoch brechenden Schicht 9
und der dritten hoch brechenden Schicht 7 einstellen.

[0041] Eine Offnung 10 ist in der dritten und vierten
hoch brechenden Schicht 7 bzw. 9 und der Isolie-
rungsschicht 6 entlang einer UmfangsauRenseite der
Membran Men gebildet. Die Offnung 10 erstreckt sich
bis zu der zweiten hoch brechenden Schicht 5. Eine
untere Elektrode 11 zum Beispiel aus Au/Cr ist in der
Offnung 10 gebildet. Die untere Elektrode 11 stellt ei-
nen ohmschen Kontakt mit einem Verdrahtungsab-
schnitt (nicht gezeigt) her, der aus einer Diffusions-
schicht gebildet ist, die Verunreinigungen enthalt und
fur die zweite hoch brechende Schicht 5 vorgesehen
ist. Entsprechend ist eine obere Elektrode 12 zum
Beispiel aus Au/Cr fur die Oberflache der vierten
hoch brechenden Schicht 9 entlang der Umfangsau-
Renseite der Membran Men vorgesehen. Die obere
Elektrode 12 stellt einen ohmschen Kontakt mit ei-
nem Verdrahtungsabschnitt (nicht gezeigt) her, der
aus einer Diffusionsschicht gebildet ist, die Verunrei-
nigungen enthalt und fur die vierte hoch brechende
Schicht 9 vorgesehen ist. Die Verdrahtungsabschnit-
te sind vorzugsweise fir die zweite hoch brechende
Schicht 5 und die vierte hoch brechende Schicht 9
durch Dotierung entlang der UmfangsauRenseite des
unteren Spiegels M1 und des oberen Spiegels M2
oder nur den Verstarkungsabschnitt derselben mit
Verunreinigungen gebildet, da dotierte Verunreini-
gungen Licht absorbieren. Es ist vorteilhaft, zu ver-
hindern, dass Verunreinigungen in den Teil eindrin-
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gen, der als Spiegel dient.

[0042] Verunreinigungen kénnen zwar nicht in den
Verdrahtungsabschnitt, jedoch in den Teil der ersten
hoch brechenden Schicht 3 dotiert werden, der dem
Loch M1b entspricht, das mit der ersten niedrig bre-
chenden Schicht 4 verbunden ist. Der Zweck besteht
darin, zu verhindern, dass unnétiges Licht an diesem
Teil hindurchtritt.

[0043] Ein Loch 13 ist in der Membran Men ausge-
bildet, das die dritte und vierte hoch brechende
Schicht 7 bzw. 9 durchdringt und den Luftspalt Ag mit
dem Aul3enbereich verbindet.

[0044] Das Fabry-Perot-Interferometer geman der
Ausfuhrungsform ist auf der Grundlage der oben be-
schriebenen Struktur gebildet. Nachfolgend ist ein
Herstellungsprozess des Fabry-Perot-Interferome-
ters mit Bezug auf die Fig.4A bis Fig.4C und
Fig. 5A bis Fig. 5C gebildet.

Prozess in Fig. 4A

[0045] Es ist ein Halbleitersubstrat 1 aus Silizium
bereitgestellt. Auf der gesamten Oberflache des
Halbleitersubstrats 1 wird die Isolierungsschicht 2
zum Beispiel aus einer Siliziumdioxidschicht und die
erste hoch brechende Schicht 3 aus polykristallinem
Silizium abgeschieden. Auf der gesamten Oberflache
der ersten hoch brechenden Schicht 3 wird eine
Schutzschicht 20 abgeschieden, die zum Beispiel
aus einer Siliziumoxidschicht gebildet ist, d. h. einem
Material, das im Verhaltnis zu der ersten und zweiten
hoch brechenden Schicht 3 bzw. 5 eine hohe Atzse-
lektivitat aufweist. Die Dicke der Schutzschicht 20 ist
gleich der der oben erwahnten ersten niedrig bre-
chenden Schicht 4. Auf der Oberflache der Schutz-
schicht 20 wird anschlieRend ein Fotolack (Resist) 21
abgeschieden. Eine Offnung 21a wird ausgebildet, so
dass nur ein Teil des Fotolacks 21, entsprechend ei-
ner Position, die vorgesehen ist, um die erste niedrig
brechende Schicht 4 zu bilden, lbrig bleibt. In diesem
Zustand werden ein Nassatzvorgang (isotropes At-
zen) und gegebenenfalls ein Trockenatzvorgang (an-
isotropes Atzen) ausgefiihrt, um die Schutzschicht 20
zu einer Mehrzahl von sechsseitigen Pyramiden-
stimpfen auszubilden. AnschlieRend wird der Foto-
lack 21 entfernt.

Prozess in Fig. 4B

[0046] Die zweite hoch brechende Schicht 5, die
aus polykristallinem Silizium hergestellt ist, wird auf
der gesamten Oberflache der Schutzschicht 20 und
einem Teil der ersten hoch brechenden Schicht 3, die
von der Schutzschicht 20 nicht berdeckt ist, abge-
schieden. Da die Schutzschicht 20 in Form einer
Mehrzahl von sechsseitigen Pyramidenstimpfen
ausgebildet ist, wird die Form auf einen Teil der zwei-

ten hoch brechenden Schicht 5, die sich Uber der
Schutzschicht 20 befindet, ausgebildet. Dieser Teil ist
ebenfalls in Form von einer Mehrzahl von sechsseiti-
gen Pyramidenstimpfen ausgebildet.

[0047] Ein Fotolack 22 wird auf die Oberflache der
zweiten hoch brechenden Schicht 5 aufgebracht. In
einer anderen Schnittansicht als Fig. 4B wird eine
Offnung 22a in einem Teil des Fotolacks 22 entspre-
chend dem Loch M1b des unteren Spiegels M1 aus-
gebildet. Der Fotolack 22 wird als eine Maske zum
Trockenatzen (anisotropen Atzen) verwendet, um
das Loch M1b zu 6ffnen. Die zweite hoch brechende
Schicht 5 wird in Form von einer Mehrzahl von sechs-
seitigen Pyramidenstiimpfen ausgebildet. Wenn das
Loch M1b ausgebildet ist, verbleibt ein kleiner Rest in
der Umgebung einer Grenze zwischen der ersten
hoch brechenden Schicht 3 und der Schutzschicht
20.

[0048] Nachdem der Fotolack 22 entfernt ist, wer-
den unter Verwendung einer Maske (nicht gezeigt),
die eine Offnung flr einen Verdrahtungsabschnitt-Bil-
dungsbereich besitzt, Verunreinigungen ionenimp-
lantiert.

Prozess in Fig. 4C

[0049] Die Isolierungsschicht 6, die zum Beispiel
aus einer Siliziumdioxidschicht gebildet wird, wird auf
der gesamten Oberflache der zweiten hoch brechen-
den Schicht 5 abgeschieden. Die Dicke der Isolie-
rungsschicht 6 ist gleich der GroRRe des Luftspalts Ag,
d. h. dem Abstand zwischen dem unteren Spiegel M1
und dem oberen Spiegel M2. In Abhangigkeit von der
Dicke der Isolierungsschicht 6 kann ihre Oberflache
durch die Form der zweiten hoch brechenden Schicht
5 eingedellt gemustert sein, was unproblematisch ist.

Prozess in Fig. 5A

[0050] Auf der gesamten Oberflache der Isolie-
rungsschicht 6 wird die dritte hoch brechende Schicht
7, die zum Beispiel aus polykristallinem Silizium ge-
bildet ist, abgeschieden. Auf der gesamten Oberfla-
che der zweiten hoch brechenden Schicht 7 wird eine
Schutzschicht 23 zum Beispiel aus einer Silizium-
schicht abgeschieden, d. h. einem Material, das im
Verhaltnis zu der dritten und vierten hoch brechenden
Schicht 7 bzw. 9 eine hohe Atzselektivitat aufweist.
Die Dicke der Schutzschicht 23 ist gleich derjenigen
der oben erwahnten zweiten niedrig brechenden
Schicht 8. Auf der Oberflache der Schutzschicht 23
wird dann ein Fotolack 24 abgeschieden. Eine Off-
nung 24a wird so gebildet, dass nur ein Teil des Fo-
tolacks 24, der einer Position entspricht, die vorgese-
hen ist, um die zweite niedrig brechende Schicht 8 zu
bilden, zuriickbleibt. In diesem Zustand wird ein Nas-
satzvorgang (isotropes Atzen) und gegebenenfalls
ein Trockenatzvorgang (anisotropes Atzen) ausge-
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fihrt, um die Schutzschicht 23 in einer Mehrzahl von
sechsseitigen Pyramidenstimpfen zu formen. An-
schlieRend wird der Fotolack entfernt.

Prozess in Fig. 5B

[0051] Die vierte hoch brechende Schicht 9, die zum
Beispiel aus polykristallinem Silizium gebildet ist, wird
auf der gesamten Oberflache der Schutzschicht 23
und einem Teil der dritten hoch brechenden Schicht
7, der nicht von der Schutzschicht 23 tberdeckt ist,
abgeschieden. Da die Schutzschicht 23 in Form von
einer Mehrzahl von sechsseitigen Pyramidenstiimp-
fen ausgebildet ist, wird die Form auf einen Teil der
vierten hoch brechenden Schicht 9 Uiber der Schutz-
schicht 23 (bertragen. Dieser Teil wird ebenfalls in
Form von mehreren sechsseitigen Pyramidenstimp-
fen ausgebildet.

[0052] Verunreinigungen werden unter Verwendung
einer Maske (nicht gezeigt), die eine Offnung fir ei-
nen Verdrahtungsabschnitt-Bildungsbereich  auf-
weist, ionenimplantiert. AnschlieRend wird die Maske
entfernt.

[0053] Aufder Oberflache der vierten hoch brechen-
den Schicht 9 wird ein Fotolack 25 abgeschieden.
Eine Offnung 25a (eine andere Schnittansicht als
Eig. 5B) ist fur einen Teil des Fotolacks 25 vorgese-
hen, der dem Loch M2b des oberen Spiegels M2 ent-
spricht. Eine Offnung 25b wird fir einen Abschnitt
vorgesehen, der der Offnung 10 oder dem Loch 13
entspricht. Der Fotolack 25 wird als eine Maske zum
Trockenatzen (anisotropen Atzen) verwendet, um die
Lécher M2b und 13 zu 6ffnen und einen Teil der Off-
nung 10 zu bilden.

Prozess in Fig. 5C

[0054] Nachdem der Fotolack 25 entfernt ist, wird
die vierte hoch brechende Schicht 9 als eine Maske
zum anisotropen Atzen verwendet. Die Isolierungs-
schicht 6 wird teilweise entfernt, um die Offnung 10
zu bilden. Anisotropes Atzen kann ausgefiihrt wer-
den, indem die Maske auf den Teil der vierten hoch
brechenden Schicht 9 angewendet wird, der der
Membran Men entspricht. Dies kann verhindern,
dass die Isolierungsschicht 6 durch das Loch M2b
oder 13 entfernt wird. Jedoch erleichtert die Entfer-
nung der Isolierungsschicht 6 die Entfernung der Iso-
lierungsschicht 6 unter der Membran 6, um sie zu bil-
den.

[0055] Die Maske, die zur Abdeckung der Offnung
10 verwendet wird, wird entfernt. Eine Metallmaske
wird verwendet, um Au/Cr abzuscheiden. Die untere
Elektrode 11 wird in der Offnung 10 ausgebildet. Die
obere Elektrode 12 wird entlang der Umfangsauf3en-
seite der Membran Men gebildet. Diese Elektroden
werden gegebenenfalls geschliffen und poliert. Die

Schutzschichten 20 und 23 werden von den Rdumen
fur die Isolierungsschicht 6 und die erste und zweite
niedrig brechende Schicht 4 bzw. 8 durch das Loch
M2b des oberen Spiegels M2, das Loch 13 aul3erhalb
davon und das Loch M1b des unteren Spiegels M1
geatzt. Wenn erforderlich, kann eine Maske (nicht ge-
zeigt) verwendet werden, um die Offnung 10 zu Uber-
decken, so dass die Isolierungsschicht 6, die von der
Offnung 10 offenliegt, nicht entfernt wird. Der Atzvor-
gang entfernt den Teil der Isolierungsschicht 6 unter
der Membran Men, so dass der Luftspalt Ag gebildet
wird und die erste und die zweite niedrig brechende
Schicht 4 bzw. 8 konfiguriert werden.

[0056] Das Verfahren gemaf der Erfindung zur Her-
stellung des Fabry-Perot-Interferometers wie es in
Fig. 1 gezeigt ist, das den optischen Mehrfachspie-
gel enthalt, ist damit abgeschlossen.

[0057] In dem Fabry-Perot-Interferometer mit dem
optischen Mehrschichtspiegel verandert eine Veran-
derung einer an die untere Elektrode 11 und die obe-
re Elektrode 12 angelegte Spannung eine elektrosta-
tische Anziehung zwischen dem unteren Spiegel M1
und dem oberen Spiegel M2. Die Hohe des Luftspalts
Ag zwischen ihnen variiert. Die Einstellung des
Luftspalts zwischen dem unteren Spiegel M1 und
dem oberen Spiegel M2 ermdglicht spektroskopische
Untersuchungen auf der Grundlage eines breiten
Bandes starker Reflexion.

[0058] Wie es oben erwahnt ist, umfasst das Fab-
ry-Perot-Interferometer mit dem optischen Mehr-
schichtspiegel gemaR der Ausfiihrungsform den Ver-
starkungsabschnitt. Der Verstarkungsabschnitt ist bei
allen Seitenwanden der zweiten und vierten hoch
brechenden Schichten 5 bzw. 9 identisch. Das heilt,
der Verstarkungsabschnitt kreuzt die erste und zwei-
te niedrig brechende Schicht 4 bzw. 8 und stiitzt den
Teil der zweiten und vierten hoch brechenden Schicht
5 bzw. 9, die die zweite und vierte niedrig brechende
Schicht 4 bzw. 8 von oben bedecken. Selbst wenn die
erste und zweite niedrig brechende Schicht 4 bzw. 8
keine mechanische Festigkeit aufweisen, kann der
Verstarkungsabschnitt helfen, zu verhindern, dass
die zweite und vierte hoch brechende Schicht 5 bzw.
9 gebogen werden. Die erste bis vierte hoch brechen-
de Schicht 3, 5, 7 und 9 kénnen aus einem hoch bre-
chenden Material wie zum Beispiel Ge (Brechungsin-
dex 4) und Si (Brechungsindex 3,45) gebildet sein,
das fur ein Wellenlangenband von 3 pm bis 9 pm
transparent ist. Die erste und zweite niedrig brechen-
de Schicht 4 bzw. 8 kdnnen aus einem Material wie
zum Beispiel Luft (Brechungsindex 1) und Vakuum
mit einem kleineren Brechungsindex als SiO, (Bre-
chungsindex 1,44) gebildet sein. Selbst wenn das
n-Verhaltnis hoch ist (z. B. 3,4 oder mehr), werden
die zweite und vierte hoch brechende Schicht 5 bzw.
9 nicht gebogen. Das Fabry-Perot-Interferometer
kann mit dem optischen Mehrschichtspiegel ausge-
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stattet sein, der ein breites stark reflektierendes Band
besitzt.

[0059] Das Fabry-Perot-Interferometer geman der
Ausfuhrungsform ist wie folgt konfiguriert. Bei dem
unteren Spiegel M1 erstreckt sich die zweite hoch
brechende Schicht 5 durch die erste niedrig brechen-
de Schicht 4 bis zu der ersten hoch brechenden
Schicht 3. Der Abschnitt 5a der zweiten hoch bre-
chenden Schicht 5 bildet den Verstarkungsabschnitt.
Der Abschnitt 5a erstreckt sich von dem Teil der ers-
ten niedrig brechenden Schicht 4, der seiner Obersei-
te entspricht, bis zu der ersten hoch brechenden
Schicht 3. Entsprechend erstreckt sich bei dem obe-
ren Spiegel M2 die vierte hoch brechende Schicht 9
durch die zweite niedrig brechende Schicht 8 bis zu
der dritten hoch brechenden Schicht 7. Der Abschnitt
9a der vierten hoch brechenden Schicht 9 bildet den
Verstarkungsabschnitt. Der Abschnitt 9a erstreckt
sich von dem Teil der zweiten niedrig brechenden
Schicht 8, der seiner Oberseite entspricht, bis zu der
dritten hoch brechenden Schicht 7. Diese Konfigura-
tion kann die Struktur des optischen Mehrschicht-
spiegels vereinfachen. Es ist moglich, einen Prozess
nicht auszufihren, der zur Bildung von nur dem Ver-
starkungsabschnitt bei der Herstellung des optischen
Mehrschichtspiegels notwendig ist.

[0060] Bei dem oben beschriebenen Fabry-Pe-
rot-Interferometer geman der JP-3457373 muss ein
Wellenlangenband von 3 pm bis 9 ym durch Teilung
des Bandes gemessen werden. Die Anzahl an Inter-
ferometern, die erforderlich sind, entspricht der An-
zahl geteilter Bander, was die Vorrichtung vergrofert.
Die Auslegung und der Betrieb des Interferometers
missen fur jedes Teilungsband optimiert werden,
was die Kosten fiir Steuerungsprozesse und Betrieb
erhoht. Demgegeniber kann das Fabry-Perot-Inter-
ferometer gemaf der Ausflihrungsform das stark re-
flektierende Band verbreitern und frei von diesen Pro-
blemen sein.

[0061] Ein stark reflektierender Film wird im Allge-
meinen dadurch gebildet, dass eine Metallschicht ab-
geschieden wird. Jedoch erhoht das Metall den Ab-
sorptionskoeffizienten in einem Infrarotbereich gro-
Rer als oder gleich groR wie 1 um. Dieses Verfahren
ist auf eine Transmissionsvorrichtung anwendbar, die
fur ein Band von drei bis zehn Mikrometer verwendet
wird. Andererseits kann die Ausfiihrungsform einen
stark reflektierenden Film bilden (unterer Spiegel M1
und oberer Spiegel M2), ohne das Metall zu verwen-
den. Die Ausfuhrungsform ist in geeigneter Form auf
eine Vorrichtung vom Transmissionstyp anwendbar.

Zweite Ausfihrungsform
[0062] Nachfolgend ist eine zweite Ausflihrungs-

form beschrieben. Bei dem Fabry-Perot-Interferome-
ter gemaf der zweiten Ausfihrungsform ist die Kon-

figuration der Lécher M1b und M2b gegentiber derje-
nigen der ersten Ausfiihrungsform geandert. Die wei-
teren Teile der Konfiguration sind die gleichen wie
jene der ersten Ausfiihrungsform. Es sind nachfol-
gend nur die Unterschiede beschrieben.

[0063] Die Fig. 6A und Fig. 6B zeigen einen Aufbau
bzw. eine Gestalt einer oberen Oberflache eines op-
tischen Mehrfachspiegels fiir ein Fabry-Perot-Interfe-
rometer gemafl der zweiten Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung. Fig. 7 ist eine schematische,
vergroRerte Schnittansicht des optischen Mehr-
schichtspiegels, der gemaf der Ausfuhrungsform fir
das Fabry-Perot-Interferometer vorgesehen ist, und
entspricht den Schnittansichten entlang der Linien
C-C und D-D in den Fig. 6A bzw. Fig. 6B.

[0064] Wie es aus den Zeichnungen ersichtlich ist,
weicht gemal der Ausfuhrungsform die Position des
Lochs M2b in dem oberen Spiegel M2 von derjenigen
des Lochs M1b in dem unteren Spiegel ab.

[0065] GemalR der ersten Ausflihrungsform kann
Licht durch die Lécher M1b und M2b eintreten, wenn
das Loch M2b in dem oberen Spiegel M2 so ausge-
bildet ist, dass es dem Loch M1b in dem unteren
Spiegel M1 entspricht.

[0066] GemalR der zweiten Ausflihrungsform ist das
Loch M2b in dem oberen Spiegel M2 so ausgebildet,
das dessen Position von der des Lochs M1b in dem
unteren Spiegel M1 abweicht. Ein Teil des unteren
Spiegels M1, der nicht als Spiegel fungiert, kann
durch das Loch M2b eintretendes Licht blockieren
und streuen. Dadurch kann ein hochprazises Fab-
ry-Perot-Interferometer bereitgestellt werden.

Dritte Ausfiihrungsform

[0067] Eine dritte Ausfuhrungsform der vorliegen-
den Erfindung ist nachstehend beschrieben. In dem
Fabry-Perot-Interferometer gemal der dritten Aus-
fuhrungsform ist die raumliche Beziehung zwischen
der ersten und zweiten hoch brechenden Schicht 3
bzw. 5 gegeniber derjenigen der ersten Ausfih-
rungsform geandert. Die weiteren Teile der Konfigu-
ration sind die gleichen wie jene der ersten Ausfuh-
rungsform. Es sind nachstehend nur die Unterschie-
de beschrieben.

[0068] Fig. 8 ist eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers gemaflR der Ausfiihrungsform.
Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, enthalt das Fabry-Pe-
rot-Interferometer die Schutzschicht 20, die zwischen
der ersten und zweiten hoch brechenden Schicht 3
bzw. 5 in Bereichen verbleibt, in denen sich der unte-
re Spiegel M1 nicht befindet. Die erste und zweite
hoch brechende Schicht 3 bzw. 5 unter der Membran
Men haben nur einen geringen Einfluss auf die Funk-
tion des Fabry-Perot-Interferometers in den anderen
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Bereichen des unteren Spiegels M1. In solchen Be-
reichen kann die Schutzschicht 20 zwischen der ers-
ten und zweiten Schicht 3 bzw. 5 verbleiben.

Vierte Ausflihrungsform

[0069] Eine vierte Ausflihrungsform der Erfindung
ist nachfolgende erlautert. In dem Fabry-Perot-Inter-
ferometer geman der vierten Ausfihrungsform ist die
Form des unteren Spiegels M1 und des oberen Spie-
gels M2 gegenuber derjenigen der ersten Ausflih-
rungsform geandert. Die weiteren Teile der Konfigu-
ration sind die gleichen wie jene der ersten Ausfih-
rungsform. Es sind nachstehend nur die Unterschie-
de beschrieben.

[0070] Fig. 9 ist eine Schnittansicht eines Fabry-Pe-
rot-Interferometers geman der vierten Ausflihrungs-
form. Wie es in Fig. 9 gezeigt ist, verwendet das Fa-
bry-Perot-Interferometer die erste und zweite niedrig
brechende Schicht 4 bzw. 8, die jeweils in Form einer
hexagonalen Saule ausgebildet sind. Die zweite und
vierte hoch brechende Schicht 5 bzw. 9 sind entspre-
chend ausgebildet. Derartige Formen kdénnen einen
Verstarkungsabschnitt entsprechend jedes Teils der
zweiten und vierten hoch brechenden Schicht 5 bzw.
9 auf jeder Seite der ersten und zweiten niedrig bre-
chenden Schicht 4 und 8 bilden. Das Fabry-Perot-In-
terferometer kann mit dem optischen Mehrschicht-
spiegel ausgestattet sein, der ein breites stark reflek-
tierendes Band aufweist.

[0071] Im Hinblick auf eine auf den Verstarkungsab-
schnitt ausgeibte Spannung und einen Rest auf-
grund der Bildung des Lochs M1b in dem unteren
Spiegel M1 durch das Atzen ist es vorteilhaft, die ers-
te und zweite niedrig brechende Schicht 4 bzw. 8 in
Form eines sechsseitigen Pyramidenstumpfes aus-
zubilden.

Flnfte Ausfuhrungsform

[0072] Nachfolgend ist eine funfte Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung beschrieben. In dem Fa-
bry-Perot-Interferometer gemal der Ausflihrungs-
form wird die Anordnung des Lochs 13, das in der
dritten und vierten hoch brechenden Schicht 7 bzw. 9
jeweils entlang der UmfangsauRenseite des oberen
Spiegels M2 ausgebildet ist, gegenliber der Anord-
nung gemaf der ersten Ausfihrungsform modifiziert.
Die weiteren Teile der Konfiguration sind die gleichen
wie jene der ersten Ausfihrungsform. Es sind nach-
folgend nur die Unterschiede beschrieben.

[0073] Fig. 10 zeigt eine Struktur einer oberen
Oberflache eines Fabry-Perot-Interferometers ge-
manR der flinften Ausflihrungsform. Wie es in Eig. 10
gezeigt ist, sind Lécher 13 gleicher GroéRe in der drit-
ten und vierten hoch brechenden Schicht 7 bzw. 9
entlang der AuRenumfangsseite des oberen Spiegels

M2 ausgebildet. Die Lécher 13 sind aquidistant ent-
lang konzentrischer Kreise um den oberen Spiegel
M2 herum angeordnet. Der Abstand zwischen den
benachbarten Lochern 13 eines Kreises und der
kleinste Abstand zwischen den Léchern 13 entlang
der benachbarten Kreise sind gleich dem Abstand
zwischen den Léchern M2b, die in dem oberen Spie-
gel M2 ausgebildet sind.

[0074] Diese Konfiguration kann in kurzer Zeit die
Isolierungsschicht 6 durch das Loch 13 oder M2b zu
dem Ende der Membran Men atzen. Eine grof3flachi-
ge Membran Men kann konfiguriert werden, ohne
dass dafiir eine lange Atzzeit erforderlich ist. Die
Membran Men kann effizient hergestellt werden, da
ein gleichmaRiger Atzbetrag durch die Lécher 13 und
M2b durchgefuhrt werden kann.

Weitere Ausfihrungsformen

[0075] Die erste und zweite niedrig brechende
Schicht 4 bzw. 8 sind gemal der ersten bis dritten
Ausfihrungsform in Form eines sechsseitigen Pyra-
midenstumpfes und gemaf der vierten Ausflihrungs-
form in Form von hexagonalen Saulen ausgebildet.
Dies sind nur Beispiele. Die Schichten kénnen in an-
deren Typen von Pyramidenstimpfen oder Saulen
ausgebildet sein. Jedoch ist der sechsseitige Pyrami-
denstumpf oder die hexagonale Saule vorteilhafter
als die weiteren Typen aufgrund des hervorragenden
Flachenwirkungsgrades, d. h. einem Verhaltnis zwi-
schen einer Flache, die als Spiegel dient, gegentiber
einer zu dem optischen Mehrschichtspiegel aquiva-
lenten Flache.

[0076] GemaR der vierten Ausflihrungsform sind die
erste und zweite niedrig brechende Schicht 4 bzw. 8
in mehrere Abschnitte segmentiert. In dem Bereich,
der als der optische Mehrschichtspiegel dient, ist es
moglich, dass nur eine erste niedrig brechende
Schicht 4 zwischen der ersten und zweiten hoch bre-
chenden Schicht 3 bzw. 5 vorgesehen ist. Entspre-
chend ist es mdglich, dass nur eine zweite niedrig
brechende Schicht 8 zwischen der dritten und vierten
hoch brechenden Schicht 7 bzw. 9 vorgesehen ist.
Der Verstarkungsabschnitt kann so vorgesehen sein,
dass er die erste und zweite niedrig brechende
Schicht 4 und 8 kreuzt.

[0077] In den oben genannten Ausfiihrungsformen
ist das Konfigurationsbeispiel des Verstarkungsab-
schnitts unter Verwendung der zweiten und vierten
hoch brechenden Schicht 4 bzw. 8 beschrieben. Der
Verstarkungsabschnitt kann aus einem Material ge-
bildet sein, das von dem der zweiten und vierten hoch
brechenden Schicht 5 bzw. 9 verschieden ist. Fig. 11
zeigt ein Konfigurationsbeispiel des Verstarkungsab-
schnitts unter Verwendung eines Materials, das von
dem der zweiten und vierten hoch brechenden
Schicht 5 bzw. 9 verschieden ist. Wie es in Fig. 11
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gezeigt ist, bilden Metallschichten 30 und 31 Verstar-
kungsabschnitte fiir den unteren Spiegel M1 und den
oberen Spiegel M2. Die Hohe der Metallschichten 30
und 31 ist gleich derjenigen der ersten und zweiten
niedrig brechenden Schicht 4 bzw. 8. Die zweite und
vierte hoch brechende 5 bzw. 9 iberdecken die Ober-
seiten der ersten und zweiten niedrig brechenden
Schicht 4 bzw. 8 und der Metallschichten 30 und 31.
Auf diese Weise kann der Verstarkungsabschnitt un-
ter Verwendung eines Materials konfiguriert sein, das
von dem der zweiten und vierten hoch brechenden
Schicht 5 bzw. 9 verschieden ist.

[0078] Diese Struktur kann wie folgt gebildet wer-
den. Nach den Prozessen wie sie in den Fig. 4A und
Fig. 5A gezeigt sind, wird ein Metallfilm zum Konfigu-
rieren der Metallschichten 30 und 31 auf die Oberfla-
chen der Schutzschichten 20 und 23 und der ersten
und zweiten hoch brechenden Schicht 3 bzw. 7 auf-
gebracht. Der Metallfilm wird geebnet, um die Metall-
schichten 30 und 31 so zu bilden, dass sie die gleiche
Hohe wie die Schutzschichten 20 und 23 haben. An-
schlielend wird der Prozess wie er in der ersten Aus-
fuhrungsform beschrieben ist ausgefiihrt.

[0079] In der ersten bis flinften Ausfiihrungsform ist
das Beispiel zur Konfiguration der ersten und zweiten
Schicht 4 bzw. 8 unter Verwendung von Luftschichten
beschrieben. Die Schichten kdnnen mit Vakuum oder
einem Material, dessen Brechungsindex kleiner als
1,44 ist, gebildet sein. Zum Beispiel kdnnen die erste
und zweite niedrig brechenden Schichten 4 bzw. 8
aus Vakuum gebildet werden, indem der Prozess in
Fig. 5C ausgefiihrt und anschlieend das Fabry-Pe-
rot-Interferometer in eine Vakuumeinrichtung einge-
fuhrt wird, um zu einem hermetisch dichten Behalter
zusammengefligt zu werden. Die Schichten kénnen
aus einem Material hergestellt sein, dessen Bre-
chungsindex kleiner als 1,44 ist, indem die Schichten
nach dem Prozess in Fig. 5C durch das Loch M1b,
M2b oder 13 mit dem Material geflllt werden, das als
Flussigkeit, Gas, Sol oder Gel vorliegt. In diesem Fall
wird der Luftspalt Ag gemafR der ersten Ausfiihrungs-
form oder anderswo mit dem Material gefullt, dessen
Brechungsindex kleiner als 1,44 ist. Selbst wenn die
Flussigkeit, das Gas, das Sol oder Gel eingefillt ist,
kann der Spalt zwischen dem unteren Spiegel M1
und dem oberen Spiegel M2 durch eine an die untere
Elektrode 11 und die obere Elektrode 12 angelegte
Spannung eingestellt werden. Das Fabry-Perot-Inter-
ferometer kann dadurch firr spektroskopische Unter-
suchungen verwendet werden.

[0080] In den oben genannten Ausfiihrungsformen
ist das Beispiel des optischen Mehrschichtspiegels
mit dem unteren Spiegel und dem oberen Spiegel be-
schrieben. Der optische Mehrschichtspiegel kann
wenigstens einen Spiegel enthalten, der umfasst:
Eine erste hoch brechende Schicht mit einem ersten
Brechungsindex, eine erste niedrig brechende

Schicht, die auf einem Teil der ersten hoch brechen-
den Schicht angeordnet ist, als der Spiegel dient und
einen zweiten Brechungsindex besitzt, der kleiner als
der erste Brechungsindex ist, und eine zweite hoch
brechende Schicht, die so ausgebildet ist, dass sie
die erste niedrig brechende Schicht Giberdeckt. In die-
sem Fall kreuzt der Verstarkungsabschnitt die erste
niedrig brechende Schicht und erstreckt sich bis zu
der ersten hoch brechenden Schicht, um einen Teil
der zweiten hoch brechenden Schicht zu stiitzen, die
die Oberseite der ersten niedrig brechenden Schicht
Uberdeckt.

[0081] Im Ubrigen ist nachfolgend ein Grund dafir
erlautert, anzunehmen, dass die Verwendung eines
niedrig brechenden Materials, das einen Brechungs-
index hat, der kleiner als der von SiO, ist (Brechungs-
index 1,44), ein grof3es n-Verhaltnis (z. B. 3,4) errei-
chen und einen optischen Mehrschichtspiegel mit ei-
nem stark reflektierenden Band bilden kann.

[0082] Fig.12B ist ein charakteristisches Schau-
bild, das eine Abhangigkeit des Reflexionsgrades
von der Wellenlange zeigt, wenn die optische Mehr-
schicht verwendet wird, um den stark reflektierenden
Spiegel, d. h. den Spiegel mit hohem Reflexionsgrad
zu bilden. Wie es jedoch in Eig. 12B zu sehen ist,
hangt die optische Mehrschicht grofRteils von der
Wellenldnge ab und engt das stark reflektierende
Band des Spiegels ein. Fig. 12A zeigt eine Bezie-
hung zwischen der Wellenlange und dem FP(Fab-
ry-Perot)-Transmissionsgrad. Wie es in Fig. 12A zu
sehen ist, entspricht das spektroskopische Band des
Fabry-Perot-Interferometers dem Band starker Refle-
xion des Spiegels. Das Fabry-Perot-Interferometer,
das den Spiegel mit einem schmalen Band starker
Reflexion verwendet, engt das spektroskopische
Band ein.

[0083] Ein optischer Mehrschichtspiegel ist aus ei-
ner optischen Mehrschicht gebildet, die eine Schicht
aus hoch brechenden und niedrig brechenden Fil-
men umfasst. In einem solchen optischen Mehr-
schichtspiegel hangt ein Band starker Reflexion von
einem Brechungsindexverhaltnis (n-Verhaltnis) zwi-
schen einem hohen Brechungsindex n, und einem
niedrigen Brechungsindex n, ab. Fig. 13 zeigt eine
Brechungsindexverhaltnisabhangigkeit, d. h. ein
Band AW in Relation zu dem n-Verhéltnis (n,/n,) in
einem Band mit hohem Brechungsindex fur den opti-
schen Mehrschichtspiegel. Eine Erh6hung des n-Ver-
héaltnisses verbreitert das Band AW. Es sei angenom-
men, dass das Band starker Reflexion des Spiegels
einen Wellenlangenbereich von 3 pm bis 9 pm um-
fasst, wie es in Fig. 12B gezeigt ist. Das Band AW
betragt 6 um oder mehr. Das n-Verhaltnis muss in
etwa 3,3 oder mehr betragen.

[0084] Materialien wie etwa Ge (Brechungsindex 4)
und Si (Brechungsindex 3,45) kénnen fiir einen Halb-
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leiterprozess verwendet werden und fir eine Wellen-
lange von 3 ym bis 9 uym transparent sein. Materialien
wie etwa SiO, (Brechungsindex von 1,44) und SiN
(Brechungsindex von 2) haben einen niedrigen Bre-
chungsindex. Jedoch kann eine Kombination dieser
hoch brechenden und niedrig brechenden Materia-
lien kein hohes n-Verhaltnis liefern.

[0085] Zum Beispiel kann Luft (Brechungsindex 1)
oder Vakuum als ein niedrig brechendes Material mit
einem Brechungsindex kleiner als der von SiO, (1,44)
verwendet werden. Somit ist es vorgesehen, dass die
Verwendung eines derartigen Materials ein grof3es
n-Verhaltnis (z. B. 3,4 oder mehr) erreichen und ei-
nen optischen Mehrschichtspiegel bereitstellen kann,
der ein Band starker Reflexion aufweist.

[0086] Hier, wenn das niedrig brechende Material
wie etwa Luft und Vakuum als Teil des geschichteten
Films verwendet wird, fehlt jedoch einer Schicht, die
aus dem Material mit dem niedrigen Brechungsindex
gebildet ist, die mechanische Festigkeit. Ein Uber
dem niedrig brechenden Material ausgebildeter Film
kann zum Beispiel gebogen werden. Die oben be-
schriebenen Ausflihrungsformen geman der vorlie-
genden Erfindung sind im Hinblick darauf entwickelt
worden.

[0087] Weitere Aspekte des hierin beschriebenen
Gegenstandes sind im Folgenden ausgefiihrt.

[0088] Als ein Aspekt ist ein optischer Mehrschicht-
spiegel wie folgt bereitgestellt. Der optische Mehr-
schichtspiegel umfasst einen unteren Spiegel und ei-
nen oberen Spiegel. Der untere Spiegel ist Uber ei-
nem Substrat angeordnet, wahrend der obere Spie-
gel dem unteren Spiegel durch einen Spalt getrennt
gegeniber angeordnet ist. Der untere Spiegel um-
fasst eine erste hoch brechende Schicht, die Uber
dem Substrat angeordnet ist und einen ersten Bre-
chungsindex aufweist, eine erste niedrig brechende
Schicht, die gegentber der ersten hoch brechenden
Schicht angeordnet ist und einen zweiten Brechungs-
index aufweist, der kleiner als der erste Brechungsin-
dex ist, eine zweite hoch brechende Schicht, die die
erste niedrig brechende Schicht Uberdeckt, und ei-
nen ersten Verstarkungsabschnitt, der einen Ab-
schnitt der zweiten hoch brechenden Schicht stiitzt,
der eine obere Oberflache der ersten niedrig bre-
chenden Schicht uberdeckt und sich Uber die erste
niedrig brechende Schicht bis zu der ersten hoch bre-
chenden Schicht erstreckt. Der obere Spiegel um-
fasst eine dritte hoch brechende Schicht, die Uber
dem Substrat angeordnet ist und den ersten Bre-
chungsindex besitzt, eine zweite niedrig brechende
Schicht, die gegentber der dritten hoch brechenden
Schicht angeordnet ist, und den zweiten Brechungs-
index besitzt, eine vierte hoch brechende Schicht, die
die zweite niedrig brechende Schicht tberdeckt, und
einen zweiten Verstarkungsabschnitt, der einen Ab-

schnitt der vierten hoch brechenden Schicht stitzt,
der eine obere Oberflache der zweiten niedrig bre-
chenden Schicht Giberdeckt und sich Uber die zweite
niedrig brechende Schicht bis zu der dritten hoch bre-
chenden Schicht erstreckt.

[0089] Der untere Spiegel umfasst den ersten Ver-
starkungsabschnitt, der den Abschnitt der zweiten
hoch brechenden Schicht stutzt, der die obere Ober-
flache der ersten niedrig brechenden Schicht Uber-
deckt. Der obere Spiegel umfasst den zweiten Ver-
starkungsabschnitt, der den Abschnitt der vierten
hoch brechenden Schicht stutzt, der die obere Ober-
flache der zweiten niedrig brechenden Schicht Uber-
deckt. Selbst wenn die erste und zweite niedrig bre-
chende Schicht keine mechanische Festigkeit be-
sitzt, kann jeder Verstarkungsabschnitt helfen, zu
verhindern, dass sich die zweite und vierte hoch bre-
chende Schicht biegt. Wenn ein groRes n-Verhaltnis
dadurch erreicht wird, dass ein Material fur die erste
bis vierte hoch brechende Schicht oder die erste und
zweite niedrig brechende Schicht gewahlt wird, ist es
moglich, dass die zweite und vierte hoch brechende
Schicht nicht gebogen werden. Das Fabry-Perot-In-
terferometer kann mit dem optischen Mehrschicht-
spiegel ausgestattet sein, der ein breites Band mit
hohem Reflexionsgrad aufweist.

[0090] GemalR der Konfiguration sind die erste und
zweite niedrig brechende Schicht entweder aus Glas,
einer FlUssigkeit, einem Sol oder einem Gel gemacht.
Beispielsweise kann die erste und zweite niedrig bre-
chende Schicht aus Luft gebildet sein.

[0091] GemalR der oben beschriebenen Konfigurati-
on ist es moglich, dass der erste Verstarkungsab-
schnitt, der in dem unteren Spiegel enthalten ist, ei-
nem ersten Abschnitt der zweiten hoch brechenden
Schicht entspricht. Hier liegt der erste Abschnitt zwi-
schen einem der oberen Oberflache der ersten nied-
rig brechenden Schicht gegeniberliegenden Ab-
schnitt und einem Abschnitt, der sich durch Kreuzen
der ersten niedrig brechenden Schicht bis zu der ers-
ten hoch brechenden Schicht erstreckt. Entspre-
chend kann es sein, das der zweite Verstarkungsab-
schnitt, der in dem oberen Spiegel enthalten ist, ei-
nem zweiten Abschnitt der vierten hoch brechenden
Schicht entspricht. Hier liegt der zweite Abschnitt zwi-
schen einem der oberen Oberflache der zweiten
niedrig brechenden Schicht gegentiberliegenden Ab-
schnitt und einem Abschnitt, der sich bis zu der drit-
ten hoch brechenden Schicht erstreckt, und einem
Abschnitt, der sich durch Kreuzen der zweiten niedrig
brechenden Schicht bis zu der dritten hoch brechen-
den Schicht erstreckt.

[0092] Die Struktur kann dadurch vereinfacht wer-
den, dass der Verstarkungsabschnitt aus einem Teil
der zweiten oder vierten hoch brechenden Schicht
gebildet wird. Beispielsweise ist es moglich, auf einen
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Prozess zu verzichten, der zur Bildung von nur dem
Verstarkungsabschnitt bei der Herstellung des opti-
schen Mehrschichtspiegels notwendig ist.

[0093] In diesem Fall kann die erste niedrig bre-
chende Schicht in mehrere Abschnitte unterteilt sein,
und der erste Verstarkungsabschnitt kann als ein Ab-
schnitt der zweiten hoch brechenden Schicht gegen-
Uber einer Seite von jedem der segmentierten Ab-
schnitte ausgebildet sein. Entsprechend kann die
zweite niedrig brechende Schicht in mehrere Ab-
schnitte unterteilt sein, und der zweite Verstarkungs-
abschnitt kann als ein Abschnitt der vierten hoch bre-
chenden Schicht gegeniiber einer Seite von jedem
der segmentierten Abschnitte konfiguriert sein.

[0094] Andererseits kann der erste Verstarkungsab-
schnitt als eine erste Metallschicht konfiguriert sein,
die die erste niedrig brechende Schicht kreuzt und
zwischen der zweiten hoch brechenden Schicht und
der ersten hoch brechenden Schicht liegt. Entspre-
chend kann der zweite Verstarkungsabschnitt als
eine zweite Metallschicht konfiguriert sein, die die
zweite niedrig brechende Schicht kreuzt und zwi-
schen der vierten hoch brechenden Schicht und der
dritten hoch brechenden Schicht liegt.

[0095] In diesem Fall kann die erste niedrig bre-
chende Schicht in mehrere Abschnitte unterteilt sein,
und die erste Metallschicht kann einer Seite von je-
dem der segmentierten Abschnitte gegenuberliegen.
Entsprechend kann die zweite niedrig brechende
Schicht in mehrere Abschnitte unterteilt sein, und die
zweite Metallschicht kann einer Seite von jedem der
segmentierten Abschnitte gegenuberliegen.

[0096] Diese Strukturen gewahrleisten vorzugswei-
se eine Ubereinstimmung zwischen Draufsichten der
Layouts bzw. Ausbildungen der Verstarkungsab-
schnitte fur den unteren und oberen Spiegel. Wenn
die Draufsichten der Ausbildungen Ubereinstimmen,
kann das Licht, das durch einen Teil des oberen Spie-
gels tritt, der als eine Spiegeleinheit fungiert, wirksam
auf einem Teil des unteren Spiegels auftreffen, der
als eine Spiegeleinheit fungiert.

[0097] In dem unteren Spiegel beispielsweise kann
die erste niedrig brechende Schicht in Abschnitte un-
terteilt sein, und eine obere Oberflache von jedem
der segmentierten Abschnitte kann eine identische
polygonale Form besitzen. Entsprechend kann in
dem oberen Spiegel die zweite niedrig brechende
Schicht in Abschnitte unterteilt sein, und eine obere
Oberflache von jedem der segmentierten Abschnitte
kann eine identische polygonale Form aufweisen. Es
ist méglich, eine Ubereinstimmung zwischen Drauf-
sichten der Ausbildungen der Verstarkungsabschnit-
te flr den unteren und den oberen Spiegel zu ge-
wahrleisten.

[0098] In diesem Fall kbnnen die erste und zweite
niedrig brechende Schicht zum Beispiel zu einem
mehrseitigen Pyramidenstumpf geformt sein. Wenn
die erste und zweite niedrig brechende Schicht zu ei-
nem mehrseitigen Pyramidenstumpf geformt sind,
kann ein Teil der zweiten hoch brechenden Schicht,
der der Seite der ersten niedrig brechenden Schicht
entspricht, mit einer Neigung gegeniber der ersten
hoch brechenden Schicht ausgebildet sein. Die Form
kann eine auf den Verstarkungsabschnitt ausgetibte
Spannung verringern und verhindern, dass die zwei-
te und vierte hoch brechende Schicht gebogen wer-
den. Der Teil der zweiten hoch brechenden Schicht,
der der Seite der ersten niedrig brechenden Schicht
entspricht, neigt sich gegenulber der ersten hoch bre-
chenden Schicht in einem gegebenen Winkel. Durch
den Winkel von 45° kann ein optimaler Effekt erzielt
werden. Entsprechend kénnen die erste und zweite
niedrig brechende Schicht in einer mehrseitigen Sau-
le ausgebildet sein.

[0099] Es ist vorteilhaft, die erste und zweite niedrig
brechende Schicht zu unterteilen, so dass jede der
unterteilten oberen Oberflachen hexagonal wird. Die
unterteilte ersts und zweite niedrig brechende
Schicht kann eine Bienenwabenstruktur aufweisen.
Die Bienenwabenstruktur bietet einen ausgezeichne-
ten Flachenwirkungsgrad. Die Bienenwabenstruktur
ist vorteilhafter als die anderen mehrseitigen Pyrami-
denstiimpfe und Saulen.

[0100] Hier kann der untere Spiegel einen Satz von
drei benachbarten unterteilten ersten niedrig bre-
chenden Schichten umfassen. Es ist moglich, dass
nur ein Loch an einem Punkt gebildet ist, an dem die
Scheitel von drei Winkeln des Hexagons zusammen-
treffen, die den Satz von ersten niedrig brechenden
Schichten bilden. Das Loch ist mit der ersten niedrig
brechenden Schicht durch die zweite hoch brechen-
de Schicht gekoppelt. Der obere Spiegel kann auch
einen Satz von drei benachbarten unterteilten zwei-
ten niedrig brechenden Schichten umfassen. Es ist
moglich, dass nur ein Loch an einem Punkt gebildet
ist, an dem die Scheitel von drei Winkeln des Hexa-
gons zusammentreffen, die den Satz von zweiten
niedrig brechenden Schichten bilden. Das Loch ist
mit der zweiten niedrig brechenden Schicht durch die
vierte und dritte hoch brechende Schicht verbunden.
Diese Struktur kann die Anzahl von Léchern verrin-
gern, die mit all den ersten und zweiten niedrig bre-
chenden Schichten verbunden sind.

[0101] Von oben betrachtet ist die Struktur vorzugs-
weise so in dem unteren Spiegel ausgebildet, dass
sie von der Struktur des Lochs des oberen Spiegels
abweicht. Ein Teil des unteren Spiegels, der nicht als
eine Spiegeleinheit fungiert, kann das Licht, das von
dem Loch in den oberen Spiegel eintritt, blockieren
und streuen.
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[0102] Die Loécher in dem unteren und oberen Spie-
gel kénnen kreisférmig sein (d. h. in Form zylindri-
scher Saulen). Die Radien der Lécher in dem unteren
und oberen Spiegel sind vorzugsweise so ausgelegt,
dass sie sich von den Punkten direkt bis zu den he-
xagonalen oberen Oberflachen der ersten und zwei-
ten niedrig brechenden Schicht erstrecken, an denen
die Scheitel der drei Winkel von drei benachbarten
hexagonalen segmentierten Abschnitten zusammen-
treffen, ohne dass der erste bzw. zweite Verstar-
kungsabschnitt dazwischen liegt. Somit kann jedes
Loch ausreichend mit der ersten und zweiten niedrig
brechenden Schicht verbunden sein.

[0103] Die erste bis vierte hoch brechende Schicht
und die erste und zweite niedrig brechende Schicht
sind aus einem Material mit einem ersten Brechungs-
index und einem weiteren Material mit einem zweiten
Brechungsindex, der kleiner als der erste Brechungs-
index gebildet. Wenn die oben genannte Struktur ein
groRes n-Verhaltnis, d. h. 3,4 oder mehr, als ein Ver-
haltnis zwischen dem ersten und zweiten Brechungs-
index verwendet, besitzt der optische Mehrschicht-
spiegel einen viel hdheren Reflexionsgrad. Beispiels-
weise kann die erste bis vierte hoch brechende
Schicht aus Ge oder S1 gebildet sein. Die erste und
zweite niedrig brechende Schicht kann aus Luft gebil-
det sein, wie es oben erwahnt ist.

[0104] Ferner ist als weiterer Aspekt ein Fabry-Pe-
rot-Interferometer wie folgt bereitgestellt. Das Fab-
ry-Perot-Interferometer umfasst den optischen Mehr-
schichtspiegel mit den oben aufgefihrten Merkma-
len. Die erste und zweite hoch brechende Schicht
sind aulierhalb eines Bereichs fiir den unteren Spie-
gel ausgebildet. Die dritte und vierte hoch brechende
Schicht sind auch auferhalb eines Bereichs fir den
oberen Spiegel ausgebildet, um eine Membran zu bil-
den. Das Fabry-Perot-Interferometer umfasst ferner
eine erste Elektrode zum Anlegen einer Spannung an
die zweite hoch brechende Schicht, die in dem unte-
ren Spiegel vorgesehen ist, und eine zweite Elektro-
de zum Anlegen einer Spannung an die vierte hoch
brechende Schicht, die in dem oberen Spiegel vorge-
sehen ist. Eine elektrostatische Anziehung wird auf
der Grundlage von Potentialen an der ersten und
zweiten Elektrode erzeugt und variiert einen Abstand
zwischen dem oberen und dem unteren Spiegel.

[0105] Folgende Vorteile ergeben sich. Ein Verdrah-
tungsabschnitt wird durch Dotieren mit Verunreini-
gungen des Bereichs aulierhalb des Teils der zweiten
hoch brechenden Schicht, die als der untere Spiegel
dient, und des Bereichs, der dem ersten Verstar-
kungsabschnitt fir den unteren Spiegel entspricht,
gebildet. Der Verdrahtungsabschnitt ist mit der ersten
Elektrode verbunden. Ein Verdrahtungsabschnitt
wird durch Dotieren mit Verunreinigungen des Be-
reichs aullerhalb des Teils der vierten hoch brechen-
den Schicht, die als der obere Spiegel dient, und des

Bereichs, der dem zweiten Verstarkungsabschnitt fur
den oberen Spiegel entspricht, konfiguriert. Der
Grund hierfur liegt in der Absorption von Licht durch
die dotierten Verunreinigungen. Es ist vorteilhaft, zu
verhindern, dass Verunreinigungen in den Teil einge-
bracht werden, der als Spiegeleinheit dient. Obwohl
nicht der Verdrahtungsabschnitt, so kann ein Teil der
ersten hoch brechenden Schicht mit Verunreinigun-
gen dotiert werden, der dem Loch entspricht, das mit
der ersten niedrig brechenden Schicht verbunden ist.
Das Ziel besteht darin, zu verhindern, dass unnétiges
Licht durch diesen Teil hindurchtritt.

[0106] Ein Loch kann so konfiguriert sein, dass es
die dritte und vierte hoch brechende Schicht kreuzt,
die sich aulierhalb des oberen Spiegels erstrecken,
um dadurch mit dem Spalt zwischen dem unteren
Spiegel und dem oberen Spiegel verbunden zu sein.
Das Loch kann zum Atzen des Spalts verwendet wer-
den.

[0107] Es ist vorteilhaft, mehrere Locher in der drit-
ten und vierten hoch brechenden Schicht, aulRerhalb
des oberen Spiegels zu bilden und den gleichen Ab-
stand zwischen den benachbarten Léchern zu ge-
wahrleisten. Die Membran kann wirksam hergestellt
werden, da der Atzvorgang gleichmaBig ausgefiihrt
werden kann. Es ist vorteilhaft, Locher in der dritten
und vierten hoch brechenden Schicht, auerhalb des
oberen Spiegels, entlang konzentrischer Kreise aqui-
distant um den optischen Mehrschichtspiegel zu bil-
den. Aul3er ein Loch aulRerhalb des oberen Spiegels
auszubilden, kann ein Loch auch innerhalb von die-
sem ausgebildet sein, um so eine Verbindung mit der
zweiten niedrig brechenden Schicht herzustellen. Ein
Abstand zwischen diesen Léchern ist vorzugsweise
gleich wie derjenige zwischen den auflerhalb des
oberen Spiegels gebildeten Lochern.

[0108] Ferner ist gemal einem weiteren Aspekt ein
optischer Mehrschichtspiegel mit mehreren Spiegel-
einheiten mit wenigstens einem Spiegel bereitge-
stellt. Dieser optische Mehrschichtspiegel umfasst
eine erste hoch brechende Schicht mit einem ersten
Brechungsindex, eine niedrig brechende Schicht, die
gegenuber einem Abschnitt der ersten hoch brechen-
den Schicht angeordnet ist und einen zweiten Bre-
chungsindex besitzt, der kleiner als der erste Bre-
chungsindex ist, wobei der Abschnitt den einzelnen
Spiegeleinheiten entspricht, eine zweite hoch bre-
chende Schicht, die die niedrig brechende Schicht
Uberdeckt, und einen Verstarkungsabschnitt, der ei-
nen Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der niedrig bre-
chenden Schicht GUberdeckt und sich Uber die niedrig
brechende Schicht bis zu der ersten hoch brechen-
den Schicht erstreckt.

[0109] Ferner ist als noch ein weiterer Aspekt ein
optischer Mehrschichtspiegel wie folgt bereitgestellt.
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Der optische Mehrschichtspiegel umfasst einen unte-
ren Spiegel und einen oberen Spiegel. Der untere
Spiegel ist Uber einem Substrat angeordnet, wahrend
der obere Spiegel dem unteren Spiegel durch einen
Spalt getrennt gegeniliber angeordnet ist. Der untere
Spiegel umfasst eine erste hoch brechende Schicht,
die Uber dem Substrat angeordnet ist und einen ers-
ten Brechungsindex besitzt, eine erste Luftschicht,
die gegenuber der ersten hoch brechenden Schicht
angeordnet ist, und einen zweiten Brechungsindex
besitzt, der kleiner als der erste Brechungsindex ist,
und eine zweite hoch brechende Schicht, die die ers-
te Luftschicht Gberdeckt. Der obere Spiegel umfasst
eine dritte hoch brechende Schicht, die Uber dem
Substrat angeordnet ist und den ersten Brechungsin-
dex aufweist, eine zweite Luftschicht, die gegentber
der dritten hoch brechenden Schicht angeordnet ist,
und den zweiten Brechungsindex besitzt, und eine
vierte hoch brechende Schicht, die die zweite Luft-
schicht tiberdeckt.

[0110] Obgleich die vorliegende Erfindung bezig-
lich der bevorzugten Ausfiihrungsformen offenbart
worden ist, um ein besseres Verstandnis von diesen
zu ermdglichen, sollte wahrgenommen werden, dass
die Erfindung auf verschiedene Weisen verwirklicht
werden kann, ohne den Umfang der Erfindung zu
verlassen. Deshalb sollte die Erfindung derart ver-
standen werden, dass sie alle mdglichen Ausfih-
rungsformen und Ausgestaltungen zu den gezeigten
Ausfuhrungsformen beinhaltet, die realisiert werden
kdnnen, ohne den Umfang der Erfindung zu verlas-
sen, wie er in den beigefligten Anspriichen dargelegt
ist.

Patentanspriiche

1. Optischer Mehrschichtspiegel mit einem unte-
ren Spiegel (M1) und einem oberen Spiegel (M2),
wobei der untere Spiegel tiber einem Substrat (1) und
der obere Spiegel durch einen Spalt (Ag) getrennt ge-
genlber dem unteren Spiegel angeordnet ist,
wobei der untere Spiegel (M1) umfasst:

— eine erste hoch brechende Schicht (3), die Uber
dem Substrat angeordnet ist und einen ersten Bre-
chungsindex besitzt;

—eine erste niedrig brechende Schicht (4), die gegen-
Uber der ersten hoch brechenden Schicht angeord-
net ist und einen zweiten Brechungsindex besitzt, der
kleiner als der erste Brechungsindex ist;

— eine zweite hoch brechende Schicht (5), die die ers-
te niedrig brechende Schicht tiberdeckt; und

— einen ersten Verstarkungsabschnitt (5a, 30), der ei-
nen Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der ersten niedrig
brechenden Schicht tiberdeckt und sich lber die ers-
te niedrig brechende Schicht bis zu der ersten hoch
brechenden Schicht erstreckt;

wobei der obere Spiegel (M2) umfasst:

— eine dritte hoch brechende Schicht (7), die tber

dem Substrat angeordnet ist und den ersten Bre-
chungsindex besitzt;

— eine zweite niedrig brechende Schicht (8), die ge-
genuber der dritten hoch brechenden Schicht ange-
ordnet ist und den zweiten Brechungsindex besitzt;
— eine vierte hoch brechende Schicht (9), die die
zweite niedrig brechende Schicht Uberdeckt; und

— einen zweiten Verstarkungsabschnitt (9a, 31), der
einen Abschnitt der vierten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der zweiten niedrig
brechenden Schicht Uberdeckt und sich Uber die
zweite niedrig brechende Schicht bis zu der dritten
hoch brechenden Schicht erstreckt;

dadurch gekennzeichnet, dass

— der erste Verstarkungsabschnitt, der in dem unte-
ren Spiegel enthalten ist, einem ersten Abschnitt (5a)
der zweiten hoch brechenden Schicht entspricht, wo-
bei der erste Abschnitt in einem Bereich zwischen ei-
nem der oberen Oberflache der ersten niedrig bre-
chenden Schicht gegenliber angeordneten Abschnitt
und einem Abschnitt, der sich durch Kreuzen der ers-
ten niedrig brechenden Schicht bis zu der ersten
hoch brechenden Schicht erstreckt, liegt; und

— der zweite Verstarkungsabschnitt, der in dem obe-
ren Spiegel enthalten ist, einem zweiten Abschnitt
(9a) der vierten hoch brechenden Schicht entspricht,
wobei der zweite Abschnitt zwischen einem der obe-
ren Oberflaiche der zweiten niedrig brechenden
Schicht gegenlber angeordneten Abschnitt und ei-
nem Abschnitt, der sich durch Kreuzen der zweiten
niedrig brechenden Schicht bis zu der dritten hoch
brechenden Schicht erstreckt, liegt.

2. Spiegel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite niedrig brechen-
de Schicht entweder aus einem Gas, einer Flissig-
keit, einem Sol oder einem Gel gebildet sind.

3. Spiegel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite niedrig brechen-
de Schicht aus Luft gebildet sind.

4. Spiegel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass:
—die erste niedrig brechende Schicht in mehrere seg-
mentierte Abschnitte unterteilt ist und der erste Ver-
starkungsabschnitt als ein Abschnitt der zweiten
hoch brechenden Schicht gegenliber einer Seite von
jedem der segmentierten Abschnitte konfiguriert ist;
und
— die zweite niedrig brechende Schicht in mehrere
segmentierte Abschnitte unterteilt ist und der zweite
Verstarkungsabschnitt als ein Abschnitt der vierten
hoch brechenden Schicht gegenliber einer Seite von
jedem der segmentierten Abschnitte konfiguriert ist.

5. Optischer Mehrschichtspiegel mit einem unte-
ren Spiegel (M1) und einem oberen Spiegel (M2),
wobei der untere Spiegel iber einem Substrat (1) und
der obere Spiegel durch einen Spalt (Ag) getrennt ge-
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genlber dem unteren Spiegel angeordnet ist,

wobei der untere Spiegel (M1) umfasst:

— eine erste hoch brechende Schicht (3), die tber
dem Substrat angeordnet ist und einen ersten Bre-
chungsindex besitzt;

—eine erste niedrig brechende Schicht (4), die gegen-
Uber der ersten hoch brechenden Schicht angeord-
net ist und einen zweiten Brechungsindex besitzt, der
kleiner als der erste Brechungsindex ist;

— eine zweite hoch brechende Schicht (5), die die ers-
te niedrig brechende Schicht Gberdeckt; und

— einen ersten Verstarkungsabschnitt (5a, 30), der ei-
nen Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der ersten niedrig
brechenden Schicht tiberdeckt und sich lber die ers-
te niedrig brechende Schicht bis zu der ersten hoch
brechenden Schicht erstreckt;

wobei der obere Spiegel (M2) umfasst;

— eine dritte hoch brechende Schicht (7), die Uber
dem Substrat angeordnet ist und den ersten Bre-
chungsindex besitzt;

— eine zweite niedrig brechende Schicht (8), die ge-
genuber der dritten hoch brechenden Schicht ange-
ordnet ist und den zweiten Brechungsindex besitzt;
— eine vierte hoch brechende Schicht (9), die die
zweite niedrig brechende Schicht Giberdeckt; und

— einen zweiten Verstarkungsabschnitt (9a, 31), der
einen Abschnitt der vierten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der zweiten niedrig
brechenden Schicht Uberdeckt und sich Uber die
zweite niedrig brechende Schicht bis zu der dritten
hoch brechenden Schicht erstreckt;

dadurch gekennzeichnet:

— der erste Verstarkungsabschnitt als eine erste Me-
tallschicht (30) konfiguriert ist, die die erste niedrig
brechende Schicht kreuzt und zwischen der zweiten
hoch brechenden Schicht und der ersten hoch bre-
chenden Schicht liegt; und

— der zweite Verstarkungsabschnitt als eine zweite
Metallschicht (31) konfiguriert ist, die die zweite nied-
rig brechende Schicht kreuzt und zwischen der vier-
ten hoch brechenden Schicht und der dritten hoch
brechenden Schicht liegt.

6. Spiegel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass:
—die erste niedrig brechende Schicht in mehrere seg-
mentierte Abschnitte unterteilt und die erste Metall-
schicht gegenuber einer Seite von jedem der seg-
mentierten Abschnitte angeordnet ist; und
— die zweite niedrig brechende Schicht in mehrere
segmentierte Abschnitte unterteilt und die zweite Me-
tallschicht gegenuber einer Seite von jedem der seg-
mentierten Abschnitte angeordnet ist.

7. Spiegel nach Anspruch 4 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von oben betrachtet die Struktu-
ren des ersten und zweiten Verstarkungsabschnitts
fur den unteren bzw. oberen Spiegel miteinander
Ubereinstimmen.

8. Optischer Mehrschichtspiegel mit einem unte-
ren Spiegel (M1) und einem oberen Spiegel (M2),
wobei der untere Spiegel tiber einem Substrat (1) und
der obere Spiegel durch einen Spalt (Ag) getrennt ge-
genliber dem unteren Spiegel angeordnet ist,
wobei der untere Spiegel (M1) umfasst:

— eine erste hoch brechende Schicht (3), die Uber
dem Substrat angeordnet ist und einen ersten Bre-
chungsindex besitzt;

—eine erste niedrig brechende Schicht (4), die gegen-
Uber der ersten hoch brechenden Schicht angeord-
net ist und einen zweiten Brechungsindex besitzt, der
kleiner als der erste Brechungsindex ist;

—eine zweite hoch brechende Schicht (5), die die ers-
te niedrig brechende Schicht iberdeckt; und

— einen ersten Verstarkungsabschnitt (5a, 30), der ei-
nen Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der ersten niedrig
brechenden Schicht Uberdeckt und sich Gber die ers-
te niedrig brechende Schicht bis zu der ersten hoch
brechenden Schicht erstreckt;

wobei der obere Spiegel (M2) umfasst;

— eine dritte hoch brechende Schicht (7), die Uber
dem Substrat angeordnet ist und den ersten Bre-
chungsindex besitzt;

— eine zweite niedrig brechende Schicht (8), die ge-
genuber der dritten hoch brechenden Schicht ange-
ordnet ist und den zweiten Brechungsindex besitzt;
— eine vierte hoch brechende Schicht (9), die die
zweite niedrig brechende Schicht Giberdeckt; und

— einen zweiten Verstarkungsabschnitt (9a, 31), der
einen Abschnitt der vierten hoch brechenden Schicht
stutzt, der eine obere Oberflache der zweiten niedrig
brechenden Schicht Uberdeckt und sich Uber die
zweite niedrig brechende Schicht bis zu der dritten
hoch brechenden Schicht erstreckt;

dadurch gekennzeichnet, dass:

—in dem unteren Spiegel die erste niedrig brechende
Schicht in segmentierte Abschnitte unterteilt ist und
eine obere Oberflache von jedem der segmentierten
Abschnitte eine identische polygonale Form aufweist;
und

—in dem oberen Spiegel die zweite niedrig brechende
Schicht in segmentierte Abschnitte unterteilt ist und
eine obere Oberflache von jedem der segmentierten
Abschnitte eine identische polygonale Form aufweist.

9. Spiegel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder segmentierte Abschnitt der ers-
ten und zweiten niedrig brechenden Schicht in Form
einer mehrseitigen Pyramidenstumpfes ausgebildet
ist.

10. Spiegel nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass:
— ein Abschnitt der zweiten hoch brechenden Schicht
einer Seite jedes segmentierten Abschnitts der ers-
ten niedrig brechenden Schicht gegentiber angeord-
net und bezuglich dieser um 45° geneigt ist; und
— ein Abschnitt der vierten hoch brechenden Schicht
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einer Seite jedes segmentierten Abschnitts der zwei-
ten niedrig brechenden Schicht gegenuber angeord-
net und beziglich dieser um 45° geneigt ist.

11. Spiegel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder segmentierte Abschnitt der ers-
ten und zweiten niedrig brechenden Schicht in Form
einer mehrseitigen Saule ausgebildet ist.

12. Spiegel nach einem der Anspriiche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass obere Oberflachen
der ersten und zweiten niedrig brechenden Schichtin
mehrere hexagonale segmentierte Abschnitte unter-
teilt sind, die bienenwabenartig ausgebildet sind.

13. Spiegel nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass:
— der untere Spiegel ein erstes Loch (M1b) an einem
Punkt (V1) aufweist, an dem Scheitel dreier Winkel
eines Satzes von drei benachbarten, hexagonalen,
segmentierten Abschnitten der ersten niedrig bre-
chenden Schicht zusammentreffen, wobei das erste
Loch mit der ersten niedrig brechenden Schicht ge-
koppelt ist und die zweite hoch brechende Schicht
kreuzt; und
— der obere Spiegel ein zweites Loch (Mb2) an einem
Punkt (V2) aufweist, an dem Scheitel dreier Winkel
eines Satzes von drei benachbarten, hexagonalen,
segmentierten Abschnitten der zweiten niedrig bre-
chenden Schicht zusammentreffen, wobei das zweite
Loch mit der zweiten niedrig brechenden Schicht ge-
koppelt ist und die dritte und vierte hoch brechende
Schicht kreuzt.

14. Spiegel nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von oben betrachtet Strukturen des
ersten und zweiten Lochs voneinander abweichen.

15. Spiegel nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass:
— von oben betrachtet das erste Loch in den unteren
Spiegeln kreisférmig ist, und der Radius des ersten
Lochs so ausgelegt ist, dass es sich von dem Punkt,
an dem die Scheitel dreier Winkel eines Satzes von
drei benachbarten, hexagonalen, segmentierten Ab-
schnitten zusammentreffen, bis zu der hexagonalen,
oberen Oberflache der ersten niedrig brechenden
Schicht direkt erstreckt, ohne dass der erste Verstar-
kungsabschnitt dazwischenliegt; und
—von oben betrachtet das zweite Loch in den unteren
Spiegeln kreisférmig ist, und der Radius des ersten
Lochs so ausgelegt ist, dass es sich von dem Punkt,
an dem die Scheitel dreier Winkel eines Satzes von
drei benachbarten, hexagonalen, segmentierten Ab-
schnitten zusammentreffen, bis zu der hexagonalen,
oberen Oberflache der zweiten niedrig brechenden
Schicht direkt erstreckt, ohne dass der zweite Ver-
starkungsabschnitt dazwischenliegt.

16. Spiegel nach einem der Anspriche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis des
ersten Brechungsindex zu dem zweiten Brechungs-
index mindestens 3,4 betragt.

17. Spiegel nach einem der Anspriche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste bis vierte
hoch brechende Schicht aus Ge und Si gebildet sind.

18. Fabry-Perot-Interferometer, das mit dem opti-
schen Mehrschichtspiegel nach einem der Anspri-
che 1, 5 oder 8 ausgestattet ist, wobei
— sich die erste und zweite hoch brechende Schicht
Uber einen Bereich flir den unteren Spiegel hinaus er-
strecken;

— sich die dritte und vierte hoch brechende Schicht
Uber einen Bereich fir den oberen Spiegel hinaus er-
strecken, um eine Membran (M) zu bilden;

— das Fabry-Perot-Interferometer umfasst:

— eine erste Elektrode (11) zum Anlegen einer Span-
nung an die zweite hoch brechende Schicht in dem
unteren Spiegel; und

— eine zweite Elektrode (12) zum Anlegen einer
Spannung an die vierte hoch brechende Schicht in
dem oberen Spiegel;

— auf der Grundlage von Potentialen an der ersten
und zweiten Elektrode eine elektrostatische Anzie-
hung erzeugt wird, um dadurch einen Abstand zwi-
schen dem oberen und unteren Spiegel zu veran-
dern.

19. Fabry-Perot-Interferometer nach Anspruch
18, dadurch gekennzeichnet, dass:
—ein erster Verdrahtungsabschnitt durch Dotieren mit
Verunreinigungen von Abschnitten der zweiten hoch
brechenden Schicht gebildet ist, wobei die Abschnitte
(i) einen Abschnitt auRerhalb eines Abschnitts, der
als der untere Spiegel fungiert, und (ii) einen Ab-
schnitt, der dem ersten Verstarkungsabschnitt ent-
spricht, umfassen und wobei der erste Verdrahtungs-
abschnitt mit der ersten Elektrode verbunden ist; und
— ein zweiter Verdrahtungsabschnitt durch Dotieren
mit Verunreinigungen von Abschnitten der vierten
hoch brechenden Schicht gebildet ist, wobei die Ab-
schnitte (i) einen Abschnitt aufl’erhalb eines Ab-
schnitts, der als der obere Spiegel fungiert, und (ii) ei-
nen Abschnitt, der dem zweiten Verstarkungsab-
schnitt entspricht, umfassen und wobei der zweite
Verdrahtungsabschnitt mit der zweiten Elektrode ver-
bunden ist.

20. Fabry-Perot-Interferometer nach Anspruch
18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein Loch
(13) so ausgebildet ist, dass es die dritte und vierte
hoch brechenden Schicht kreuzt, die sich nach au-
Rerhalb des oberen Spiegels erstrecken, um dadurch
eine Verbindung zu dem Spalt zwischen dem unteren
und oberen Spiegel herzustellen.

21. Fabry-Perot-Interferometer nach Anspruch
18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
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Loécher (13) so ausgebildet sind, dass sie die dritte
und vierte hoch brechende Schicht, die sich nach au-
Rerhalb erstrecken, kreuzen, um dadurch eine Ver-
bindung zu dem Spalt zwischen dem unteren Spiegel
und dem oberen Spiegel herzustellen, wobei zwi-
schen den benachbarten Lochern identische Abstan-
de vorgesehen sind.

22. Fabry-Perot-Interferometer nach Anspruch
18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Loécher (13) so ausgebildet sind, dass sie die dritte
und vierte hoch brechende Schicht, die sich nach au-
Rerhalb erstrecken, kreuzen, um dadurch eine Ver-
bindung zu dem Spalt zwischen dem unteren Spiegel
und dem oberen Spiegel herzustellen, wobei die L6-
cher entlang konzentrischer Kreise um den optischen
Mehrschichtspiegel angeordnet und die konzentri-
schen Kreise in identischen Intervallen angeordnet
sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIG. 6A
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